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摘要(译)

提供了一种沉积设备的沉积基板，使用该沉积设备形成层的方法，以及
制造有机发光二极管（OLED）显示设备的方法。使用沉积基板形成层的
方法包括制备基板，在基板上形成用于焦耳加热的加热导电层，在加热
导电层上形成用于焦耳加热的第一绝缘层，并包括凹槽或孔，形成沉积
在具有凹槽或孔的第一绝缘层的顶表面上的材料层，并且将电场施加到
用于焦耳加热的加热导电层以对沉积材料层执行焦耳加热。因此，该方
法适用于制造大尺寸装置。
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